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= (54) Title: HOLDER FOR FLAT WORKPIECES, IN PARTICULAR SEMICONDUCTOR WAFERS FOR MECHANOCHEMI- 
^= CAL POLISHING 

(54) Bezeichnung: HALTER FOR FLACHE WERKSTCCKE, INSBESONDERE HALBLETTERWAFER ZUM CHEMISCH- 

:b mechanischen polieren 
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(57) Abstract: The invention relates to a holder for flat workpieces, in particular semiconductor wafers which is connected to a 
vertical control spindel and consists of a circular casing provided with a cover segment and a lateral wall (12), a holding ring (26, 32) 

^2 which forms at least one internal part of the lateral wall, a holding plate (16) which is made of a rigid material, arranged on the lower 
surface of the casing, connected to the spindle (22) and is provided with the top and lower parts thereof, a flexible and relatively thin 
membrane (36) which is mounted on the lower surface of the holding plate and forms therewith more than three annular chambers 
concentrically arranged with respect to the spindel axis, at least one first channel (46) which is embodied in the drive spindel (22) 
and connectable by the top end thereof to a controlled pressure or vacuum source and is arranged in said casing; several electrical 

tf^ control valves (44, 108 ) which are arranged in the casing and connected to the first channel and each chambers by means of bores 
embodied in the holding plate (16) and to an extemal electrical control device by means of electrical control lines and to a rotation 
transmitter (54) in order to produce a different pressure profile in a radial direction during a polishing process, 

IT) 

^SS^ (57) Zusammenfassung: Halter fur flache Werkstiicke, insbesondere Halbleiterwafer zum chemischmechanischen en Polieren, der 
^s^ mit einer vertikalen Antriebsspindel gekoppelt ist, mit einem kreisformigen Gehause, das einen Deckenabschnitt und eine Seiten- 
^ wand (12) aufweist, einem Rtickhaltering (26, 32) der zumindest den unteren Teil der Seitenwand bildet, einer Halteplatte (16) an 
W der Unterseite des 
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GehSuses aus steifem Material, die mit der Spinde (22) gekoppelt und eine Ober> und eine Unterseite aufweist, einer flexiblen, relativ 
dilnnen Membran (36) die an der Unterseite der Halteplatte angebracht ist und mit dieser mehr als drei ringfSrmige, konzentrisch zur 
Spindelachse angeordnete Kammem bildet, mindestens einem ersten Kanal (46) in der Antriebsspindel (22), der am oberen Ende 
mit einer geregelten Druckquelle oder mit Vakuum verbindbarund in das Crehause hineingefuhrt ist, mehreren elektrisch steuerbaren 
Schaltventilen (44, 108) im Gehause, die mit dem ersten Kanal und tiber Bohrungen in der Halteplatte (16) mit jeweils einer Kammer 
verbunden sind und iiber elektrische Steuerleitungen und einen Drehtibertrager (54) mit einer extemen elektrischen Steuervorrich- 
tung verbunden sind zur Erzeugung eines in radialer Richtung unterschiedlichen Druckprofils wahrend des Polierprozesses. 



